
まえがき＝近年のプラスチックへのニーズの高度化・多
様化に伴い，水や酸素のバリア膜として，あるいは，耐
擦傷性の膜として，プラスチック上への SiOxコーティン
グが注目されており1）携により，同社が開発したHCDプラズマ源

8）を搭載し
たプラズマ処理装置を商品化して，各種用途への展開を
図っている。このプラズマ処理装置の用途のひとつとし
て，SiOxの低温高速成膜を確認したので報告する。

1．ホローカソードプラズマ源の原理と特徴

　本報告で紹介するプロセスには，ホローカソード放電
を用いたHCDプラズマ源を用いている。図 1に本プラ
ズマ源（HCD�図そ

に達する高密度プラズ

マのジェットとして放出される。このプラズマジェット
を利用して，プラズマF w*deposition processes. Such processes 

can be operated at low temperatures, and are suitable to substr





上の皮膜では，SEMによる皮膜構造の観察，XRDによ
る結晶性を測定した。

3．皮膜特性

3．1　HMDSO供給量と成膜速度の関係

　成膜原料であるHMDSOの流量を 30～ 100ml/min と
変化したときの成膜速度を図 6示す。HMDSOの流量が
増えるほど成膜速度は高くなる。
　さらに，圧力を 200Pa とし，酸素とHMDSOの流量比
を 10：1 に固定して，トータルのガス流量を変化したと
きの成膜速度を図 7に示す。
　供給するトータルガス流量が増すほど成膜速度は向上
し，トータル流量を 1 



のアルファベット文字の領域は磨耗傷が極めて少なく，
耐傷性が得られていることが確認できる。
　このサンプルは，酸素流量 1 000ml/min，HMDSO流
量 50ml/min，圧力 70Pa，成膜時間 6分，基板-HCD間


